
1 

 

The Japan Society of Vacuum and Surface Science The 8th Young Members Section 

Meeting & Kanto Chapter 10th Anniversary Symposium Program 
 

日本表面真空学会 第 8回若手部会研究会 & 関東支部 10周年記念シンポジウム プログラム 

 

 

April 17 (Thu) / 2025年 4月 17日(木) 

第 8 回若手部会研究会 @国際会議場 (In Japanese) 

 

13:00-13:15 若手部会開会挨拶・趣旨説明“若手が考える表面・真空分野のこれから” 

中村 拓人（大阪大） 

 

座長：佐藤 宏祐（分子研） 

13:15-13:40 招待講演“材料中への界面の導入による水素ダイナミクスの制御” 

國貞 雄治（北大） 

 

13:40-14:05 招待講演“ナノ接合系およびバルク系での光電変換における量子ダイナミクス” 

三輪 邦之（分子研） 

 

座長：佐藤 祐輔（分子研） 

14:05-14:30 招待講演“表面科学で見る電気化学：カーボン系触媒の限界拡張へ” 

武安 光太郎（北大） 

 

14:30-14:55 招待講演“データ駆動型多次元顕微分光による表面界面分析” 

永村 直佳（NIMS） 

 

14:55-15:10 休憩 

 

座長：榊原 涼太郎（NIMS） 

15:10-15:35 招待講演“グラフェン層間化合物における超伝導とサイズ効果” 

一ノ倉 聖（NIMS） 

 

15:35-16:00 招待講演“走査トンネル顕微鏡を用いた希土類三テルル化物 RTe3の電子状態

観察” 

中村 友謙（OIST） 

 

16:00-16:25 招待講演“非晶質における構造物性相関へのトポロジカルデータ解析応用” 

南谷 英美（大阪大） 

 

16:25-16:35 休憩 

 

座長：中村 拓人（大阪大） 

16:35-18:05 グループディスカッション 
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18:05-20:00 The social gathering @ International Conference Hall /  

交流会 @ 朱鷺メッセ国際会議場 

 

 

April 18 (Fri) / 2025年 4月 18日(金) 

座長：辻川 夕貴（慶応大） 

9:00-9:25  招待講演“担持金属助触媒の役割解明に向けた光触媒表面の in-situ / operando

分光・顕微観測” 

佐藤 宏祐（分子研） 

 

9:25-9:50  招待講演“The Kondo Singlet States in Monolayer FeTe/SrTiO3-√13×√13” 

司 文（東大） 

 

9:50-10:00 休憩 

 

座長：司 文（東大） 

10:00-10:25 招待講演“新規ホウ素化合物とその特異な構造” 

辻川 夕貴（慶応大） 

 

10:25-10:50 招待講演“二次元物質の構造制御と電子顕微鏡観察” 

榊原 涼太郎（NIMS） 

 

10:50-11:15 招待講演“光電子運動量顕微鏡: 基礎から UVSORでの実例まで” 

佐藤 祐輔（分子研） 

 

11:15-11:25 休憩 

 

座長：中村 拓人（大阪大） 

11:25-11:55 グループディスカッション総合討論 

 

11:55-12:05 若手部会閉会挨拶 

杉本 敏樹（分子研） 

 

 

12:30-13:20 Kanto Chapter General Meeting @ International Conference Hall /  

関東支部総会 @ 朱鷺メッセ国際会議場 
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Kanto Chapter 10th Anniversary Symposium @ International Conference Hall / 

関東支部 10周年記念シンポジウム @ 朱鷺メッセ国際会議場 

Chair: Naoka Nagamura (NIMS)  

13:30-13:40 Symposium opening remarks  

Hiroshi Kondoh (Keio Univ.) 

 

13:40-14:10 Keynote “There’s Plenty of Room at the Surface” 

Daisuke Fujita (JSCA) 

 

Chair: Kuniyuki Miwa (IMS) 

14:10-14:35 Invited “Subnanometer Resolved Single-Molecule Optical Spectromicroscopy” 

Zhen-Chao Dong (Univ. Sci. Tech. China) 

 

14:35-15:00 Invited “Ultrafast control of exciton formation in a single molecule using a THz-STM” 

Kensuke Kimura (RIKEN) 

 

15:00-16:30 Poster presentation 

 

Chair: Kensuke Kimura (RIKEN)  

16:30-16:55 Invited “Emergent Electronic Properties in Ultrathin van der Waals Heterostructures” 

Meng-Kai Lin (Taiwan NCU) 

 

16:55-17:20 Invited “Investigation of rutile TiO2(110)-(1×2) surface by scanning probe microscopy” 

Daiki Katsube (JFCC) 

 

17:20-17:45 Invited “Selective area molecular beam epitaxy of planar devices for Majorana zero 

modes” 

Ke He (Tsinghua Univ.) 

 

 

18:00-20:00 Kanto Chapter 10 th anniversary party @ Hotel Nikko Niigata Banquet Hall "Toki" / 

関東支部 10年記念パーティー @ ホテル日航新潟宴会場「朱鷺」 

 

 

 

April 19 (Sat) / 2025年 4月 19日(土) 

Chair: Masahiro Haze (Univ. Tokyo) 

9:00-9:25  Invited “Heavy fermion in low-dimensional Kondo lattice” 

Takuto Nakamura (Osaka Univ.) 

 

9:25-9:50  Invited “Ca intercalation in graphene layers on Si” 

Canhua Liu (Shanghai Jiao Tong Univ.) 
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Chair: Daiki Katsube (JFCC) 

9:50-10:15 Invited “Electronic Structure Study of Spintronics Materials by X-ray Spectroscopy” 

Masaki Kobayashi (Univ. Tokyo) 

 

10:15-10:40 Invited “Surface electron microscope and its applications for 2D materials” 

Wen-Xin Tang (Chongqing Univ.) 

 

10:40-10:50 Break 

   

Chair: Satoru Ichinokura (NIMS) 

10:50-11:15 Invited “Surface plasmon-enhanced Goos-Hänchen shift for sensing applications” 

Cherrie May Olaya (RIKEN) 

 

11:15-11:40 Invited “Quantum control of spin quantum bit by scanning tunneling microscopy” 

Masahiro Haze (Univ. Tokyo) 

 

11:40-12:05 Invited “Applying Surface Techniques to Improve Next-Generation Semiconductors” 

Chun-Liang Lin (Taiwan NYCU) 

 

12:05-12:15 Symposium closing remarks 

Hiroshi Kondoh (Keio Univ.) 

 







We Focus on Electron InnovationSuzhou  AISTech  Co. Ltd.  (AISTech) is  a  leading manufacturer 
and solutions  integrator  specializing  in  electron  microscope  
and  ultra-high  vacuum  (UHV)  systems.  Established  in  2024 
and based in Xiangchen  District, Suzhou City in China, AISTech 
excels   in   designing  ,  developing  ,  and   producing   core 
components for advanced electron microscopy technology. 

Our   facilities   includes  Class  10k  and  100k  cleanrooms 
spanning 250 m2, ensuring top standards for cleanliness and 
precision  in  our  systems’   development ,  assembly ,  and 
testing .  Additionally ,  our  machining  workshop  utilizes 
advanced technologies including 5-axis CNC machining, laser 
welding  systems ,  and  vacuum  furnaces  to  produce 
high-quality mechanical components.

JWS-F Series JWS-S Series

JWS-S series ion pump is designed for optimizing the pumping speed under the UHV 
environment. The pumping speed has been increased by 50% at 2×10-10 mbar.

Model Speed Size (L, W, H) (mm) Weight
JWS-F25 25 L/s 168.4, 121.2, 181.5 9.5 kg

JWS-F55

JWS-F75 75 L/s 260.0, 151.6, 381.5 25.6 kg

JWS-F100 100 L/s 369.1, 151.6, 318.4 36.3 kg

JWS-F150 150 L/s 369.1, 151.6, 380.0 45.0 kg

55 L/s 299.5, 129.5, 221.6 23.4 kg

Model Speed Size (L, W, H) (mm) Weight
JWS-S75 75 L/s 267.7, 180.6, 391.5 32.0 kg

JWS-S150 150 L/s 405.7, 194.6, 391.5 60.0 kg

JWS-S300 300 L/s 427.7, 283.2, 396.37 86.0 kg

JWS Ion Getter Pump

Aberration-corrected 
Spin-polarized Low Energy Electron Microscope
(ac-SPLEEM)

Specification
Cathode Spin Polarized Cathode

Resolution ≤ 5 nm

Field of View 1 μm – 160 μm

Sample Temperature 10 K – 1800 K

Electron Beam Size ≤ 50 μm

Vacuum
Cathode: ≤ 1×10  mbar

Main: ≤ 1×10  mbar

-11

-10

Imaging Mode Image Mechanism
SPLEEM Bright/Dark Field

SPLEED, µ-SPLEED Magnetism

MEM

Ultrafast-SPLEEM Reflectivity

Quantum Phase

，



We Focus on Electron Innovation

+86 138 6130 9808

info@ais-tech.cn

Suzhou AISTech Co. Ltd.

蘇州元相微科技有限公司

5/F, Building 1C, Yangtze River Delta R&D Centre
No. 286 Qinglonggang Road, High-Speed Rail New Town
Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
China 215133

，

Spectroscopic Module Aberration Correction Module 

SPLEEM

LEEM

PEEM

Customize Your Own Surface Microscope



TOF-SIMS
モデル TOF-qSIMS Workstation

理想的な最上層の単分子膜のモニタリング
パラレル検出、高質量分解能（M/ΔM 1500）、
高質量範囲(<10,000m/z)
EDXのような他の手法では得られない
汚染と清浄度に関する疑問に迅速に回答

●
●

●

特 徴
デュアルの質量分析は、飛行時間質量分析で
高感度のトップ単分子層分析を実現しながら、
さらに、四重極質量分析計の
低濃度デプスプロファイリングと
高速イメージング機能を維持します。

TOFと四重極質量分析計を組み合わせた
コンビネーション解析
TOFと四重極質量分析計を組み合わせた
コンビネーション解析

半導体、ガラス製造、接着剤の汚染と表面状態（清浄度または機能化）の解析
航空宇宙、薄膜コーティング、製薬業界、一般的な材料分析および研究
未知種の故障分析（剥離および故障したインターフェース）
法医学およびリバースエンジニアリング

●
●
●
●

アプリケーション

最新

その他、PLD用四重極質量分析計、残留ガス分析計など
多数揃えております





入江工研株式会社
東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル414
TEL:03-3507-9611/FAX︓03-3507-9615

⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀1-2-11
TEL:06-6445-2630/FAX:06-6459-3350

ICF70,114,152,203サイズ対応
超高真空用 非蒸発型ゲッターポンプ

(一社)日本真空工業会 2022年イノベーション賞受賞
®







レンタルラボサービス開始のご案内

目的

サービス内容

極低温SPMの計測環境を有償で提供する、”レンタルラボ“ サービスが利用受付中です。ハイエンドSPMのマシン
タイムを購入可能にし、論文に最適な測定データをより多くの方に提供するため、本サービスを始めました。

来社実験、リモート実験、ユニソクスタッフによる代理測定が可能となっています。装置購入だけでなく
装置メンテナンスの労力・時間が必要なくなり、実験計測への投資効率を高めることが可能です。

装置を購入せず、STM実験データを取得しませんか？

レンタルラボサービスの詳細につきましては
弊社までお気軽にお問い合わせください！初回利用時に特別割引中 レンタルラボ

（来社SPM実験）
サービス サイト

NbSe₂の原子分解能STM像NbSe₂の原子分解能STM像 アルミの超伝導ギャップアルミの超伝導ギャップ

HOPGのランダウ準位スペクトルHOPGのランダウ準位スペクトル



E-mail: info@unisoku.co.jp　　Web site: https://www.unisoku.co.jp/

〒573-0131　大阪府枚方市春日野 2-4-3　TEL  072(858)6456

株式会社 ユニソク
この装置は筑波大学重川・武内研究室が開発した光ポンプ・プローブSTMを製品化したものです この装置は筑波大学重川・武内研究室が開発した光ポンプ・プローブSTMを製品化したものです 

光励起現象の超高速ダイナミクスを
ナノスケールで観察！

新製品
時間分解走査トンネル顕微鏡システム時間分解走査トンネル顕微鏡システム

コンパクトにモジュール化した光学システムにより
時間分解STM測定が簡単にできるようになりました
コンパクトにモジュール化した光学システムにより
時間分解STM測定が簡単にできるようになりました

コンパクトな励起光源ユニットコンパクトな励起光源ユニット
●  時間分解能~80 ps
●  操作性を大幅に改善
●  試料表面上への長時間安定なレーザー照射
●  既存のSTM装置への追加可能

●  空間分解能~ 1 nm
●  長時間の時間分解測定(~1 day)

ナノスケールキャリアダイナミクス測定ナノスケールキャリアダイナミクス測定
※光源単体の販売も可能です

時間分解能 ~80 ps↔

低温成長GaAsの時間分解トンネル電流 (T = 300 K) GaAs(110)表面における緩和時間マッピング測定 (T = 6 K)

●  半導体材料(GaAs等)
●  遷移金属ダイカルコゲナイド
●  光触媒材料
●  太陽電池材料etc.

空間分解能<1 nm　時間分解能 ~80ピコ秒 

応用分野

特長




